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1. BAZA JURIDICA

Achizi ionarea se face in baza urmatoarelor acte normative:

e OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 cu modificarile i completarile ulterioare, privind
atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicatda in Monitorul Oficial nr.
418 din 15 Mai 2006;

e HG nr. 925 din 19 lulie 2006 cu modificarile i completarile ulterioare, pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizi ie publica din OUG nr. 34 din 19 Aprilie 2006, privind atribuirea contractelor
de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice i a contractelor
de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 lulie 2006;

e legea nr. 337 din 17 lulie 2006 pentru aprobarea OUG nr. 34 din 19 Aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul
Oficial nr. 625 din 20 lulie 2006;

e HG nr. 1337 din 27 Septembrie 2006 privind completarea HG nr. 925 din 19 lulie
2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizi ie publica din OUG nr. 34 din 19 Aprilie 2006 privind
atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice i a contractelor de concesiune de servicii.

2. OBIECTUL
Codul CPV corespunzator obiectului de achizi ie este: 42990000-2

3. DOMENIUL DE UTILIZARE

Echipamentul “SISTEM DE DEPUNERE CVD PENTRU SISTEME ORGANICE
FLEXIBILE” este destinat activita ilor de cercetare tiin ificd pentru depunerea de straturi
sub iri pentru sisteme organice flexibile, dispozitive electronice i optoelectronice, etc.

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMAN A

Caracteristicile tehnice con inute in prezentul Caiet de Sarcini sunt minimale,
obligatorii si eliminatorii. Ofertele care nu indeplinesc aceste cerin e sunt declarate
neconforme (Art. 36(2)a din HG 925/2006).

4.1. Caracteristici generale

Ob inerea de straturi i filme sub iri prin tehnica PECVD (Plasma Enhanced Chemical
Vapor Deposition) se refera la procesul de depunere chimica a straturilor/filmelor sub iri
solide din faza de vapori utilizand o plasma de joasa presiune. Plasma de joasa presiune se
mai nume te i plasma rece sau descarcare luminiscenta datoritd emisiei de lumina a
speciilor excitate. Plasmele de neechilibru pot fi generate prin aplicarea unui camp electric
oscilant, de radiofrecven a (13,56 MHz), unor gaze.
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Sistemul sau echipamentul de depunere PECVD trebuie sa con ina doi electrozi plan
paraleli cu dimensiuni de preferat egale (min. 200 mm). Unul dintre electrozi trebuie sa fie
conectat la generatorul RF printr-o re ea de adaptare a impedan ei iar cel de-al doilea
conectat la impamantare sau la un al doilea generator. Daca al doilea electrod este conectat
la un generator, frecvent denumit generator LF (low frecvency) cu frecven a de 100 pana
la 400 kHz, configura ia reactorului este numita trioda iar pere ii reactorului sunt pu i la
re eaua de Tmpamantare. Aceasta configura ie este utila atunci cand este nevoie de
aplicarea unui poten ial de bias care va controla/influen a anumite proprieta i structurale,
optice i electrice ale filmelor depuse.

Echipamentul trebuie sa permita o func ionare PECVD simpld i RF mixat. Mixarea
RF-LF permite controlul asupra bombardamentului ionic i, prin urmare, controlul asupra
tensiunilor reziduale din filme i a densita ii filmelor.

e La 13.56 MHz, ionii nu raspund aplicarii unui camp electric de radiofrecven 3;

e La 100 pana la 400 kHz, ionii raspund i pot efectua un bombardament ionic asupra
filmului aflat in cre tere, modificand densitatea i tensiunile mecanice din film.

Echipamenentul trebuie sa permita o func ionare flexibila in configura iile anod cuplat
i catod cuplat.

Echipamentul trebuie sa efectueze depunerile cu randament sporit | sa permita
flexibilitate Tn realizarea proceselor de depunere. O gama larga de parametri ai depunerii
cum ar fi presiunea, dilu ia hidrogenului, puterea RF, debitul de gaz i spa ierea dintre
electrozi trebuie sa permita ajustarea pentru procese optimizate in vederea depunerii de
filme stabile i omogene, la rate ridicate de depunere.

4.2. Prezentarea pe scurt a caracteristicilor minimale

1. Tipul de func ionare
e capacitiv cuplat - configura ie flexibila interschimbabila: anod sau catod cuplat;

e simplu i mixat, RF-LF, din punct de vedere al cAmpurilor de radiofrecven a.
2. Configurare pentru depunere/cre tere de materiale

Echipamentul trebuie sa fie configurat in principal pentru depunerea i/sau cre terea
de straturi i/sau filme sub iri organice i anorganice de materiale conductoare i
dielectrice.

3. Modul de aranjare al electrozilor
e dispu i simetric, plan paraleli, sub forma de disc — configura ie sus-jos.
4. Procese in plasma

e cura are/corodare (plasma etching);
e depunere de straturi i/sau filme sub iri organice i anorganice i tratarea in plasma a
suprafe elor, inclusiv grefarea de grupe func ionale pe suprafa a materialelor.
5. Electrod suport pentru substrat (inferior)

e disc incalzit, min. diametru 200 mm.
6. Temperatura electrodului suport



e Sistemul trebuie sa permita incalzirea controlata a electrodului suport in domeniul de
temperaturi (20 pana la 400) °C.

7. Substratul de depunere

Depunerile/cre terile trebuie sa poata fi realizate pe plachete cu diametrul intre 50
mm (2 inches) i 200 mm (8 inches). Substratul pentru depunere i/sau cre tere trebuie sa
fie pozi ionat in contact direct cu electrodul incalzit (20 pana la 400) °C.

8. Distribu ia gazelor de proces
Cabinetul de distribuire a gazelor trebuie:

e sa fie dimensionat pentru mai multe linii de gaz, 8 linii, chiar daca numarul liniilor
efectiv achizi ionate este mai mic dintre care una trebuie sa fie specializata pentru
lichide;

e sa aiba posibilitatea de recalibrare a linillor de gaze si de lichid, conform unor
proceduri de calibrare asigurate de producator.

9. Cura area incintei

Sistemul de depunere trebuie prevazut cu posibilitatea de cura are a incintei pentru
indepartarea reziduurilor utilizdnd corodarea in plasma, de exemplu, sau diver i agen i
chimici. Furnizorul trebuie sa indice de asemenea o procedura generala de cura are, inclusiv
chimica, dupa caz, cu exemple concrete in anumite cazuri de depunere.

10. Manipulare echipament. Automatizare
Echipamentul trebuie configurat astfel incéat:

e sa permita utilizarea in regim manual i automat;

e sa includa un computer dedicat pe care sa fie instalat un soft special compatibil cu
un sistemul de operare suport (de ex. Windows 7 sau mai nou);

e software-ul sa permita controlul parametrilor de proces i al elementelor individuale
(valve, rezisten e de incalzire, pompe de vid etc.);

e software-ul de automatizare sa permita utilizarea sistemului atat in regim manual céat

i automat.
11. Configura ie versatila care sa permita ulterior upgrade-uri

e func ionare in configura ie trioda, care sa permita instalarea ulterioara a unui electrod
grila (mesh) intre electrodul de putere i cel impamantat;

e montarea de diverse accesorii care sa permita func ionarea in regim hibrid (de
exemplu PECVD - magnetron sputtering).

4.3. Tipuri de procese de depunere/crestere

Echipamentul PECVD trebuie sa fie configurat i sa permita fin principal depunerea
i/sau cre terea de straturi i/sau filme sub iri organice prin descompunere i/sau
polimerizare in plasma, de materiale conductoare i dielectrice. Producatorul sau ofertantul
echipamentului trebuie sa indice, in fiecare caz prevazut mai jos, procesul de cura are a
incintei pentru indepartarea reziduurilor/contaminan ilor. Depunerea acestor straturi trebuie
sa fie posibila pe diverse substraturi.



Procesul de depunere trebuie sa aiba loc intr-un reactor sub vid, dintr-o faza
gazoasa, intr-o plasma de descarcare activata RF, 13,56MHz, oferind un bun control asupra
proprieta ilor filmului.

Straturile sau filmele sub iri depuse, organice sau anorganice trebuie sa fie omogene,
pe substraturi de mari dimensiuni (de ex. substrat plat diametru 150 mm) dupa cum
urmeaza:

1. Filme nanocristaline, microcristaline sau policristaline din Siliciu destinate ob inerii
de celule fotovoltaice pe suport flexibil:

e filme nanocristaline, nc-Si:H avand cristalite de ordinul 1-100nm;

e filme uc-Si:H cu cristalite avand dimensiunea de > 100 nm, < 10 ym;

e filme Si:H policristaline avand dimensiunea graun ilor mai mare de 10 ym;
e filme a-Si:H n-dopate cu fosfor.

Depunerea acestor straturi trebuie sa fie posibila astfel: structuri organice
macromoleculare pe substrat polimida Kapton, polietilena tereftalat PET, PTFE, poliester
sulfonat (PES), polietilena naftalat (PEN) sau pe substrat de Si, SiO,.

2. Filme DLC (DLC-diamond like-carbon) de tip a-C si a-C:H inclusiv formarea de
structuri de filme de tip diamantat i cre tere de diverse nanostructuri. Depunerea acestor
straturi trebuie sa fie posibila astfel: pe substrat metalic de Ti, o el sau o el inox.

Echipamentul trebuie sa permita depunerea i/sau cre terea chimica din faza de
vapori in plasma, PECVD, de filme sub iri la viteze ridicate i cu o uniformitate excelenta a
stratului depus (< = 10% - preferabil + 3%) cu o margine exclusa de maximum 25 mm
pe raza relativ la diametrul maxim al suportului de sus inere a substratului de depunere.

4.4. Descrierea echipamentului
4.4.1. No iuni de gabarit, conexiuni si amplasare a echipamentului

Echipamentul PECVD ofertat i livrat trebuie sa fie versatil, sa ofere flexibilitate la
instalare.

In oferta tehnicd vor trebui incluse schi e tehnice care si indice dimensiunile
constructive ale echipamentului pentru instalare i schi e de principiu pentru amplasarea
func ionala, inclusiv detalii privind alimentarea cu energie electrica, apa, scurgeri etc. Vor fi
incluse schi e tehnice pentru componentele principale i subcomponentele amplasate in
afara echipamentului principal, dupa caz (cabinet distribuie gaze, pompe de vid,
generatoare, etc.).

Oferta tehnica trebuie sa includa schemele electrice i electronice complete ale
sistemelor de automatizare i control.

Din punct de vedere mecanic oferta trebuie sa cuprinda toate informa iile necesare
privind asamblarea i dezasamblarea echipamentului principal i al componentelor anexe.

Sistemul PECVD trebuie sa fie certificat i calibrat corespunzator, in conformitate cu
legislatia si normativele in vigoare din Comunitatea Europeana (CE).



4.4.2. Reactorul pentru PECVD si sistemul de incarcare/descarcare probe

Reactorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi ii:

e sa fie cilindric cu doua flan e de acces descrise mai jos;

e sa fie executat din aluminiu de calitate superioara sau ote inoxidabil, fara sa prezinte
in interior etan ari sau suduri suplimentare cu excep ia celor prevazute/cerute de
beneficiar;

e sa fie echipat cu o fereastra de cuar i me a metalicda montata pe o flan a, pentru
vizualizare procese — prima flan 3;

e sa fie echipat cu o flan & pentru ata area ulterioarda a unui sistem de analiza
spectrala a plasmei — a doua flan 3a;

e saincluda o flan a suplimentara cu diametrul de 40 mm;

e etan area reactorului principal trebuie sa fie efectuata astfel incat rata de diminuare
a vidului la rece sa fie < 0.5 mTorr/min;

e sa fie oferita o wunitate de racire cu circuit inchis i filtru de retenie a
microimpuritatilor pe conducta de intrare a apei de racire, care sa fie compatibila
configura iei PECVD solicitate;

e sa se asigure incalzirea pere ilor laterali ai incintei pentru a evita condensarea in
cazul utilizarii de vapori;

e sa fie dotat cu comutatoare de siguran a pentru vid i presiune atmosferica.
Echipamentul trebuie sa fie prevazut cu un sistem de incarcare/descarcare automata

i manuala a plachetelor substrat fara i/sau cu depuneri.

Incinta pentru incarcarea/descarcarea probelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele
condi ii:

e sa fie tip load-lock;
e sa permita transferul manual i automat al plachetelor intre incinta de incarcare i
electrodul inferior al reactorului;
e sa fie executatda din aluminiu sau o el inoxidabil fara suduri sau etan ari
suplimentare;
e sa fie conectata la o pompa de vid uscata;
Oferta tehnica trebuie sa cuprindd o scurta descrierea pe etape a procedurii de
incarcare/descarcare a plachetelor in incinta de incarcare conform cu dimensiunile
diferitelor probe.

Oferta tehnica trebuie sa includa i o soluie pentru reactorul principal care sa
prevada posibilitatea introducerii de alte tipuri de probe substrat cu dimensiuni variabile, cu
grosimi de ordinul 1 pana la 5 cm i forme neregulate.

4.4 .3. Sistemul de furnizare gaze si lichide

Oferta tehnica trebuie sa includa linii de gaz/lichid configurate astfel:

e minim 5 linii de gaze si 1 linie de lichide din care cate o linie de gaz pentru CH,,
SiH,, Ar, H, si O, i o linie de lichide: C,H;-OH;

e posibilitatea de recalibrare a liniilor de gaze i de lichid, conform unor proceduri de
calibrare asigurate de producator pentru gazele specificate mai sus in scopul de a
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furniza N,, C,H4 C,H,, C,Fg;
e admisia gazelor in camera de proces: du de gaze de tip “showerhead” pozi ionat la
electrodul superior;
e cabinete complete pentru butelile de gaze solicitate, compatibile sistemelor de
distributie a gazelor furnizate de Linde Gaz;
e sistem de siguran a, filtraj, retentor, sistem de detectie a gazelor inflamabile si toxice
la nivel ppm;
e sa se asigure incalzirea conductelor/ansamblul de furnizare vapori - linia de lichid -
pentru a evita condensarea in cazul utilizarii de vapori;
e mod de ac ionare al liniilor de furnizare gaze i lichide: manual i automat - PC;
Cutia de distribu ie a gazelor va fi corect dimensionata pentru livrarea a cel putin 8
gaze de proces i o linie de lichid. Fiecare linie de gaz instalata va fi sudata in argon, i va fi
echipata cu regulatoare de debit, filtre de particule i electrovalve.

Linia de furnizare a lichidelor in stare de vapori va include o fiold compatibilda cu
hidrocarburile saturate ca sursa pentru depunere i un sistem tip scruber pentru a asigura
distribuirea uniforma a lichidului, elimindnd formarea de linii umed/uscat in sec iunea
complet umectata. Livrarea lichidelor trebuie sa poata fi facuta in trei moduri: extrac ie
vapori, barbotare i extrac ie vapori din precursor lichid printr-un MFC.

Oferta tehnica trebuie sa cuprinda o scurta descriere pe etape a modului de operare
a liniilor de gaz/lichid, manual i automat, sa precizeze opera iile necesare pentru operarea
cu gaze/lichid precum | masurile de sanatate i securitate ce trebuie luate In considerare
pentru liniile furnizate.

Ofertantul va include in oferta tehnica, tipurile de gaze recomandate pentru realizarea
proceselor mentionate in capitolul 4.3 al acestui caiet de sarcini i se va asigura ca fiecare
linie de gaz necesara este compatibilda cu gazele de lucru specifice.

4.4.4 Ansamblul de electrozi: electrodul inferior si electrodul superior

Electrodul inferior trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi ii:

e s3 fie sub forma de disc min. diametru 200 mm;

e sa permita incarcarea/descarcarea i procesarea de plachete substrat cu diametrul
intre 50 mm (2 inches) i 200 mm (8 inches);

e sa fie configurat tip platan pe care se monteaza substratul;

e sistemul trebuie sa permita incalzirea controlata a electrodului inferior astfel incat sa
poata opera in domeniul de temperaturi (20 pana la 400)°C;

e uniformitatea temperaturii la 400°C la suprafa a substratului trebuie sa fie de +/-
5°C;

e acurate ea controlului temperaturii trebuie sa fie de +/- 1°C;

e viteza de incalzire de la temperatura camerei la 400 °C trebuie sa fie (2 pana la 3)
°C/min;

Electrodul superior trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi ii:

e s3 fie sub forma de disc min. diametru 200 mm;



e sa con ind un sistem “du de gaze” de tip “showerhead”;
e sa asigure distribu ia uniforma a reactan ilor in incinta principala.
Echipamentul trebuie sa permita ajustarea distan ei dintre electrozii superior i
inferior.

e pozi ia electrodului inferior trebuie sa fie ajustabila astfel incat distan a minima dintre
electrozi sa fie 20 mm iar distan a maxima sa fie min. 50 mm;

e ajustarea pozi iei electrodului inferior trebuie sa poata fi efectuata atat manual cat i
automat cu ajutorul computerului.

Electrodul inferior trebuie sa fie conceput astfel incat sa func ioneze in domeniul de
temperaturi -150°C to +400°C astfel:

e racirea electrodului trebuie sa fie efectuata cu azot iar procesul de racire-incalzire
trebuie efectuat automat cu ajutorul unui controler;

e sistemul de racire al electrodului trebuie sa includa un vas Dewar presurizat.

4.4.5. Sistemele de vidare

Sistemul de ob inere a vidului (ansamblu de pompe) trebuie sa fie adecvat
configura iei PECVD solicitate (care sa fie corelat cu volumul incintei/camerei de proces),
cu specificarea gamelor de presiuni aferente i a timpului de ob inere a vidului maxim pe
gama respectiva;

Reactorul echipamentului trebuie sa fie conectat cu o pompa de vid compatibila cu
gazele corozive i sa aiba capacitatea de a evacua incinta la o presiune 1 mTorr.

Incinta de incarcare va fi cuplata la o pompa de vid adecvata, cu viteza de pompare
de cel pu in 15 I/min.

Senzorul de vid va fi compensat in temperatura i va fi capabil s3 masoare presiunea
de proces intre 10 mTorr i 5000 mTorr.

Oferta tehnica va include i furnizarea unui set suplimentar de consumabile (o-
ringuri, tuburi, ulei de pompa, etc.) precum i a pieselor de schimb cu durata de via a8 mai
mica decat 6 luni.

Sistemul trebuie sa fie coform cu standardele MESC - Material and Equipment
Standards and Code.

4.4.6. Surse de radiofrecven a

Echipamentul trebuie sa permita o func ionare PECVD simpla i RF mixat (mixare RF-
LF) i va fi echipat cu doua generatoare RF.

Primul generator va func iona la o frecven @ de 13,56 MHz i va fi capabil sa
genereze cel pu in 600 W, maxim 1000 W, cuplat la catod i cu circuit de adaptare de
impedan a (matching-box) automat.

Al doilea generator va func iona la o frecven a joasa (intre 100 kHz si 400 kHz), i
va fi capabil sa genereze cel pu in 300 W, cu circuit de adaptare de impedan a (matching-
box) automat.



Echipamentul va fi dotat cu electronica dedicata pentru reglajul automat al
impedan ei i stabilizare a plasmei i va permite mixarea frecven elor Tnalte i joase. Modul
de control al generatoarelor RF/LF cu reglaj automat: controlul tensiunii, controlul curentului

i controlul puterii.

Echipamentul trebuie sa permita conectarea generatorului 13,56 MHz atat la
electrodul superior cat i la cel inferior astfel incat sa permita o func ionare in modul RIE -
Reactive lon Etching.

Electrodul inferior trebuie sa func ioneze RF cu self-biasing pana la 500VDC.

4.4.7. Comanda si controlul software al echipamentului

Echipamentul PECVD ofertat trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi ii de livrare:

e sa includa un computer dedicat pe care sa fie instalat un soft special compatibil cu
un sistem de operare suport (de ex. Windows 7 sau mai nou);

Software-ul de comanda i control trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi ii:
e va fi instalat pe calculator i va fi compatibil cu sistemul de operare;

e trebuie sa permita controlul automat al parametrilor de proces i al elementelor
individuale (valve, rezistente de Tncalzire, pompe de vid etc.);

e trebuie sa permita utilizarea sistemului atat in regim manual cat i automat;

e trebuie sd indice parametrii de proces actuali, i sa fie dotat cu elemente de
siguran a pentru protec ia echipamentului i a personalului operator;

e trebuie sa fie capabil sa verifice rata de pierdere a vidului, sa efectueze calibrarea
regulatoarelor de debit i sa regleze automat senzorul de vid;

e trebuie sa permita crearea, salvarea, incarcarea i modificarea re etelor de proces i
sa fie capabil sa inregistreze activitatea desfa urata de echipament.

Oferta tehnica trebuie sa includa mentenan a software i upgradare software gratis;

La incetarea periodei de garan ie se vor furniza toate codurile de administrator
necesare intre inerii i depanarii echipamentului.

4.4.8. Sistem de monitorizare a grosimii stratului depus — in situ

Echipamentul trebuie sa includa un sistem de monitorizare a grosimii stratului depus
i a vitezei de depunere prin interferometrie laser.

Sistemul de monitorizare trebuie sa:
e includa filtru optic schimbabil pentru o lungime de unda;

e fie controlat PC pentru a lua intregul spectru, inclusiv alegerea automata a unuia sau
mai multor lungimi de unda.



5. DOCUMENTE DEMOSTRATIVE SI DECLARA I

Ofertele financiara i tehnica vor fi inso ite de lista de sub-componente incluse in
echipament conform caietului de sarcini i de lista de sub-componente op ionale i
costurile aferente furnizarii i instalarii ulterioare, conform caietului de sarcini. Pre ul
acestora va fi calculat la data intocmirii ofertei.

in oferta tehnicd vor trebui incluse schi e tehnice care sa indice dimensiunile
constructive ale echipamentului pentru instalare i schi e de principiu pentru amplasarea
func ionala inclusiv detalii privind alimentarea cu energie electrica, apa, scurgeri etc. Vor fi
incluse schi e tehnice pentru componentele principale i subcomponentele amplasate in
afara echipamentului principal, dupa caz (cabinet distribu ie gaze, pompe de vid,
generatoare, etc.).

Oferta tehnica trebuie sa includa schemele electrice i electronice complete ale
sistemelor de automatizare i control.

Din punct de vedere mecanic oferta trebuie sa cuprinda toate informa iile necesare
privind asamblarea i dezasamblarea echipamentului principal i al componentelor anexe.

Oferta tehnica trebuie sa cuprinda o scurta descriere pe etape a modului de operare
a liniilor de gaz/lichid, manual/automat, sa precizeze operatiile necesare pentru operarea cu
gaze/lichid precum | masurile de sanatate i securitate ce trebuie luate in considerare
pentru liniile furnizate.

Ofertantul va include in oferta tehnica, tipurile de gaze recomandate pentru realizarea
proceselor mentionate in capitolul 4.3 al acestui caiet de sarcini i se va asigura ca fiecare
linie de gaz necesara este compatibila cu gazele de lucru specifice.

Producatorul sau ofertantul echipamentului trebuie furnizeze in proceduri de cura are
a incintei pentru Tindepartarea reziduurilor/contaminan ilor care sa includa operare
tehnologica i/sau procedurile de comanda software.

Oferta tehnica trebuie sa cuprindd o scurta descrierea pe etape a procedurii de
incarcare/descarcare a plachetelor in incinta de incarcare-reactor conform cu dimensiunile
diferitelor probe.

Softul trebuie sa con ina re ete verificate pentru depunerea/cre terea materialelor
men ionate.

Ofertantul va include in oferta tehnica fi e tehnice i fi e de masuratori/caracterizari
relevante asupra proceselor pentru depunerea/cre terea straturilor precizate la punctul 4.3.
Fi ele vor indica: gazele folosite, uniformitatea depunerii pe plachete cu diametrul intre 50
mm (2 inches) i 200 mm (8 inches), reproductibilitatea procesului, temperatura de
depunere i/sau alte metode de masuratori relevante pentru dovedirea calita ii straturilor
depuse.

Procesele pentru depunerea/cre terea straturilor demonstrative precizate la punctul
4.3 vor fi testate de catre beneficiar in timpul perioadei de punere in func iune i instructa;.
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5.1.

O declara ie din partea ofertantului sistemului prin care sa se specifice ca la incetarea
periodei de garan ie se vor furniza toate codurile de administrator necesare intre inerii i
depanarii echipamentului.

6. CONDI Il DE PLATA AGREATE DE INCDIE ICPE-CA

e maxim 20 % - in termen de 15 zile de la semnarea contractului, daca furnizorul
prezinta o scrisoare de garan ie bancara pentru suma echivalenta;

e diferen a pana la 100 % - in termen de 30 zile de la instalarea echipamentului,
instruirea personalului la sediul beneficiarului i semnarea procesului verbal de
recep ie calitativa la sediul INCDIE ICPE-CA.

7. CONDI Il DE LIVRARE
7.1 Transportul si asigurarea pe timpul transportului a sistemului : DDP ( sediul
beneficiarului).

Transportul sistemului i asigurarea pe durata transportului pana la destinatar sunt in

sarcina furnizorului.

Livrarea se face in b luni de la semnarea contractului. Este acceptata livrarea inainte
de termenul de 5 luni, termenul de 5 luni fiind termenul limita.

7.2 Documentele inso itoare

Documentele transmise de contractant pentru a inso i produsele furnizate (in
original, semnate i tampilate de furnizor, unde este cazul):

©o Factura comerciala;

o Aviz Inso ire marfa;

o Certificat de calitate i certificat de conformitate pentru echipamentul livrat;
o Certificat de garan ie;

o Lista de colisaj;

7.3 Recep ia finala

Recep ia finala se va face pe baza de proces verbal de punere in functiune, la sediul
INCDIE ICPE-CA, in maxim 5 luni de la semnarea contractului.

8. CONDI Il DE GARAN IE

8.1. Perioada de garan ie

Minimum 24 luni de la data punerii in func iune a echipamentului.

8.2. Service pe perioada duratei de garan ie

Timp de interven ie Tn maxim 72 de ore de la data semnalarii evenimentului. in
perioada de garan ie service-ul echipamentului i piesele ce se vor defecta se vor inlocui cu
titlu gratuit.

11



8.3. Declaratie pentru modelul de echipament oferit

Oferta va include o declara ie din care sa rezulte ca produsul este unul nou, nu este
un produs demo sau refuzat de catre alt beneficiar sau reconstruit (refurbishment).

9. INSTRUIRE PERSONAL

Instruirea personalului utilizator este in sarcina furnizorului i se va asigura pentru
minimum 2 persoane, dupa punerea in functiune a echipamentului de catre personalul
furnizorului. Perioada de instruire a personalului va fi de minimum 3 zile si se vor rula
procesele solicitate in caietul de sarcini. Instruirea se va face cu respectarea termenului
contractual.

10. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

11. SPECIFICA IA TEHNICA A ECHIPAMENTULUI

Toate caracteristicile tehnice cuprinse in prezentul caiet de sarcini vor fi sus inute
prin fi e de catalog, bro uri, specifica ie detaliatd de produs i note tehnice. in cazul in care
unele caracteristici tehnice nu se regasesc in aceste documente, ele pot fi sus inute cu
ajutorul manualelor de operare i de service.

Documentele de sus inere a caracteristicilor tehnice (fi e de catalog, bro uri,
specifica ie detaliata produse, note tehnice, etc.) pot fi prezentate in limba romana sau in
limba engleza.

12. MODALITATE DE FINAN ARE

Sursele de finan are ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt: Proiect POS CCE
PROMETEU, contract nr. 629/2014, ID 1830, cod SMIS 49140.

13. VALOARE ESTIMATA CONTRACT
1.800.000 lei, fara TVA.

14. CRITERIUL PE BAZA CARUIA URMEAZA SA SE ATRIBUIE CONTRACTUL DE
ACHIZITIE PUBLICA : Pre ul cel mai scazut.

Director Tehnic, Intocmit,

Dr. Ing. Elena Enescu Ing.lulian lordache
Data:

10.03.2015
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